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The refinement properties and condition of silicate glass are 
determined by heating a glass sample in a high temp, 
vacuum furnace (2) Tjnder high vacuum conditions according 
to a specific temp, programme and recording the total 
pressure versus temp, using a high vacuum measuring unit 

(3) at a starting pressure of at least 10 Pa, the product 
of the number of bubbles and the standardised intensities 
being characterised in a low temp, range of refinement 
condition and in a high temp, range of refinement properties 

Also claimed is a device for carrying out the process, 
comprising a chamber (1), with a high temp, vacuum furnace 
(2) and a vacuum measuring unit (3), connected by a vaive 

(4) to a high vacuum pump (5). 

ADVANTAGE 

The process allows quantitative determination of gases 
released from a sample in a rapid and inexpensive manner 



1(1 -A5, 1-J2) 



during the glass prodn. process. 

EMBODIMENT 

A 30-100 mg compact glass sample, without visible 
bubbles, is placed in the crucible of a high temp, vacuum 
furnace (2), evacuated to 10"' Pa pressure and heated 
under programme control. The sample temp, and the total 
pressure are recorded. Two temp, ranges of spontaneous 
bubble release and total pressure increase are observed. 
(5ppl501JLHDwgNo3/3). 
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(54) Verfahren und Einrichtung zur Bestimmung des Lauterverhaltens und Lauterzustandes von Gias 



(57) Die erfinderische Losung beinhaitet die Charakterisierung von Glasproben aus beiiebigen Produktionsabschnitten 
im Hinblick auf den Lauterzustand und das Lauterverhalten. Es handelt sich dabei urn ein Verfahren zur 
Produktionsoptimierung bei der Herstellung siiikatischer Massen- und Sonderglaser. 
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Patentanspruche: 

1 . Verfahren zur Bestimmung des Lauterverhaltens und des Lauterzustandes von silikatischen Gias, gekennzeichnet dadurch, 
daS eine Glasprobe in einem Hochtennperatur-Vakuumofen (2) unter Hochvakuumbedingungen mit einem definierten 
Temperaturprogramm aufgeheizt wird und dabeiderToteidruckin Abhangigkeitvon derTemperaturnnit Hilfeeines 
HochvakuummefSgerates (3) bei einem Anfangsdruck von mindestens 10"^Pa registriert wird, wobei das Produktaus 
Blasenzahl und normierten intensitaten in einem niedrigen temperaturberetcii den Lauterzustadn und in einem hoheren 
Temperaturbereich das Lauterverhalten charakterisiert. 

2. Einrichtung und Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafS ein Rezipient (1) mit 
Hochtemperatur-Vakuumofen (2) und VakuummeSgerat (3) uber ein Ventii (4) miteiner Hochvakuumpumpe (5) verbunden ist. 

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen 



Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einriciitung zur Bestimmung des Lauterverhaltens durch die Blasenbildung bei der 
Schmelzevon Glasim Vakuum und des Lauterzustandes durch die im Giasgeiosten bzw. durch dievom Gemengeeingebrachten 
Gase. 



Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

BekanntermafSen dient die Lauterung der Entfernung vorhandener Biasen, der Entgasung und Homogenlsierung der 
Schmelze. 

Dabei wird die Lauterqualitat durch prozentuaien Anteii der analytisch bestimmten Gaskonzentrationen entweder durch eine 
direkte Gasanalyse (Heizextraktion) oder einer visuelien Charakterisierung der BlasengrolSen und Blasenzahl, in Abhangigkeit 
vom Glasvolumen bestimmt 

Diese Verfahren besitzenden NachteiLdaBfur die Heizextraktion der Gase ein hoherzeitlfcherund materiel lerAufwand und fur 
die visuelle Analyse ein relativ hoher Praparationsaufwand erforderiich ist 

Ein weiterer Nachteti der visueilen Analyse besteht darin, dad fur die Proben bestimmte geometrische Abmessungen 
eingehalten werden mussen. 

Ein wetteres Verfahren beinhaitet die Messsung der elektrischen Leitfalnigkeit von derJemperatur und dem mit der 
Gasfreisetzung zusammenhangenden Veranderungen, 

Da die elektrische Leitfahigkeit von einer Vielzahl von Faktoren, wie Gemengeinhomogenitat und Feuchtigkeit abhangig ist, 
ergeben sich Schwierigkeiten fur eine reproduzierbare Gestaitung des MeSvorganges und die Interpredation der gemessenen 
Effekte, 



Zlel der Erfindung 

Ziei der Erfindung ist es, vorgenannte Nachteiie zu beseitigen und ein Verfahren sowie eine Einrichtung zu schaffen, die es 
eriaubt unter Produktionsbedingungen zeit- und kostengunstig wahrend des Produktionsprozesses entnommene Glasproben zu 
charakterisieren. 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung iiegt die Aufgabe zugrund^unter Produktionsbedingungen eine quantitative Bestimmung der beim Aufheizen 
einer Glasprobe unter Hochvakuumbedingungen freigesetzten Gase, in Abhangigkeit vom Rohstoffeinsatz, von der Art und 
Konzentration der Lautermittel zu ermogiichen. 

ErfindungsgemaS wird die Aufgabe dadurch gelost daS eine Glasprobe in einem Hochtemperatur-Vakuumofen unter 
Hochvakuumbedingungen mit einem definierten Temperaturprogramm aufgeheizt wird und dabei der Totatdruck in 
Abhangigkeit von der Temperatur mit Hilfe eines HochvakuummeBgerates registriert wird. 
Fur die Messung ist ein Anfangsdruck von mindestens 10~^Pa notwendig. 

Die Einrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens weist sich dadurch aus, daB ein Rezipient mit einem Hochtemperatur- 
Vakuumofen und einem HochvakuummeBgerat uber ein Ventii mit einer Hochvakuumpumpe verbunden ist. 

AusfiihrungsbeispieJ 

Anhand von schematischen DarsteJlungen wird ein Ausfuhrungsbeispiel naher beschrieben. 

Fig.l und Fig.il zeigen dieTotaidruckanderungen von zwei unterschiediichen Behalterglasern wobei die Zahl der piatzenden 
Blasen und das Volumen der freigesetzten Gase zu entnehmen ist Fig. Ill zeigt das Schema der Einrichtung 
Zur Realisierung der Aufgabe wird eine kompalcte Glasprobe ohne sichtbare Biasen mit einer Masse von 30-1 OOmg mit einem 
Tiegel in einen Hochtemperatur-Vakuumofen 2 eingebracht. 

Der Rezipient 1 mit den Hochtemperatur-Vakuumofen 2 wird uber ein Ventii 4 mit der Hochvakuumpumpe 5 evakuiert, bis ein 
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Aus den Totaidruckanderungen in Abhangigkeit von der Temperatur erhait man fur jedes Glas zwei Tennperaturbereiche in 
dessen spontan der Totaldruck durch das Platzen von Biasen ansteigt 

Aus Fig, { ergibt sich in dem Temperaturbereich von 900-1 050X aus dem Produkt von Blasenzahi multipliziert mit der Summe 

der nonnierten Intensitat ein Zahlenwert von 649. Im Tennperaturbereich 1 050-1 300X ist dieser Zahlenwert 156658. 

Die entsprechenden Werte in der Fig, II sind 60 bzw, 408. Daraus ergibt sich, daS das in Fig. 1 dargesteiite Diagramm ein Gtas mit 

einem reiativ scbiechten Lauterzustand im Vergleich zu der Probe, die durch das Diagramm in Fig. II charakteristert wird, 

beschreibt. 

Demgegenuber weist die Probe von Fig. i ein sehr gutes Lauterverhalten im Vergieich zu der Probe von Fig. II aus. Das Gias 
gemaB Fig. I ist im Hinblick auf eine erneute Blasenbildung gegenuber iokalen Temperaturschwankungen relativ anfallig. 
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